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Materiais hibridos com base em materiais poliméricos contendo cargas nanométricas inorganicas estao se tornando cada vez mais 'é‘ﬂ’;:é{?sé N

importante na engenharia convencional e para diversas aplicacoes de alta tecnologia.
Figura I - Estrutura do metacrilato

Neste trabalho, utilizamos estruturas em forma de poliedros, conhecidas como poliedros oligoméricos silsesquioxanos (POSS). de 3-(heptafenil-POSS -propila

Nanocompésitos hibridos de poliestireno (PS) e POSS — PS/PS-graft-POSS/POSS — com diferentes graus de enxertia foram preparados por _oH,

processamento reativo no estado fundido utilizando-se peroxido de dicumila (DCP) como iniciador, na presenca ou nao de estireno como agente g\CHé it
de transferéncia de radical. @ @

Este trabalho tem como objetivo determinar a conversao da reacao de enxertia do POSS nas cadeias de PS e como as moléculas enxertadas

C o, , . Figura II - Poliestireno e o seu
se encontram distribuidas no nanocompasito.

mondmero estireno.

EXpe rrme nta I Amostras com estireno — Aumento de Mw e diminuicao de polidispersao (Mw/Mn) em
relacdao ao PS puro (figura IV).
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Figura IV — Reagbes radicalares e de enxertia.
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articulas eristalinas de \ Particulas amorfas de Amostras sem estireno — Menor conversao da reacao de enxertia, diminuicao de Mw
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e aumento de polidispersao em relacao ao PS puro, o que pode ser atribuido a cisao
(figura V), que sobrepuja o processo de enxertia c); isso pode levar a diferentes
Cromatografia morfologias e degradacdes termo-mecanicas.
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FiguraV — Cisio 3

Resultados e Discussao e

Determinacéo do grau de convers@o da reacéo
O grau de conversao da reacdo de enxertia do POSS em PS (PS-graft-PQOSS) foi
quantificado através de experimentos de RMN 'H e GPC, empregando-se uma curva
de calibracdo produzida a partir de andlises de padroes PS/POSS.
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: s o 4) s S " FiguraVI- MET micrografias a) PS/POSS 98,2 processada a I00rpm e b) PS/POSS 98,2 processada a
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e = 4 POSS % As fotografias do MET sugerem que aglomerados de POSS sao formados,
L - POSS o (0=0.9309.POSS . (%) enquanto que ha a possibilidade de existir particulas individuais.
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Figura III - Método empregado para quantificagio do grau de conversio de enxertia PS-graft-POSS - - 1?8 :22 o estireno o] o 150 :22 e estirens o
. . : 5 ’ ° e 200 rpm
a) espectro de RMN "H;b) cromatograma de GPC; ¢) curva de calibragio. o IEL ot o tirenc oo, 2o e estieno .
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Tabela I - Massas molares e grau de conversio da reagio de enxertia POSS (%) POSS (%)

o ‘M,  *Polidispersio POSSgay  *POSScre  Uposs F1guraVH—~a> Tamanh(? da interface (¢) como fun¢io da quantidade de POSS b) Inomogeneidade de Porod (]p)
(mol)  (Mu/M,) (mol%) (% em massa) (%) como fungio da quantidade de POSS obtidos através de SAXS
~JS
100/0 212.040 1,98 - - - COnC| USOes
.l 3 - - . .

9910,3 208.960 203 0,30 As amostras PS/POSS processadas com DCP e com estireno apresentaram maiores valores de massa molar
99/1 sem estireno  203.760 2,01 0,75 0,60 23,9 ponderal média (M,,) e menores valores de polidispersao, quando comparadas com amostras PS/POSS processadas
98/2 204.280 2,00 1,67 1,30 25,9 com DCP mas sem estireno. Os resultados da MET mostram que os nanocompositos apresentam agregados
05/5 200,830 217 434 3,30 276 e possiveis particulas individuais. O tamanho de interface determinado via SAXS confirma a presenga de
000 95200 - aglomerados e de uma heterogeneidade do sistema. A adicdo de agente de transferéncia de radical é uma

* alternativa para o aumento do grau de conversao em sistemas poliméricos onde se pretende adicionar
99,5/0.5 218.544 1,85 i 035 i n : : .. N ,
macromonomeros como o POSS, que possuem grande impedimento estérico. O agente de transferéncia também
91 2%de estureno 221076 1,88 0,86 0,65 28,1 contribui na redugdo da interface PS/POSS.
08/2 236.347 1,88 1,82 1,30 32,1 Ag radEC| mentos
95/5 240.783 1,82 455 2,85 40,4 &
)
*Medidas de GPC com variacdo menor que 5% em relacio a média. QCN P q UFRGS TN
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